
 

Is Ge substituting  

for Si? 

-ゲルマニウムはシリコンを代替するの

か？- 

更なるデバイス性能向上のために、いよいよ

微細化以外の手法の導入に迫られておりま

す。Geは Si の代替チャネル材料として期待

されておりますが、Ge特有の問題も露呈して

きました。 

 Geは Si を代替するのか、本シンポジウムで

は、第一線の研究者からの報告を基に議論

致し、今後のデバイス開発のヒントを探ります。 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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